
(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자   2009년06월24일

(11) 등록번호   10-0904449
(24) 등록일자   2009년06월17일

(51) Int. Cl.
      

H01L 21/304 (2006.01)
(21) 출원번호       10-2007-0100187

(22) 출원일자       2007년10월05일

     심사청구일자   2007년10월05일 

(65) 공개번호       10-2009-0035110

(43) 공개일자       2009년04월09일

(56) 선행기술조사문헌

JP03088843 U9*

KR100202191 B1

KR02021910000 B1*

KR20030038425 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

세메스 주식회사

충남 천안시 서북구 직산읍 모시리 278

(72) 발명자

오만석

충남 천안시 직산읍 우성8차 101동 1310호

유성관

경기 안성시 미양면 정동리 19

(74) 대리인

권혁수, 송윤호, 오세준

전체 청구항 수 : 총  5  항  심사관 :    이창희

(54) 필터 유닛, 이를 구비한 기판 처리 장치 및 이를 이용한기판 처리 방법

(57) 요 약

기판을 세정하는 기판 처리 장치가 제공된다. 이 기판 처리 장치에 의하면, 중공의 통 형상을 가지며, 측면에 다

수의 통공이 형성되어 처리액에 포함된 이물질을 여과시켜 배출시키는 필터 유닛를 구비한다. 따라서, 배수조로

부터 처리액에 포함된 이물질에 의해 상기 처리액이 원활히 배수처리되지 못하는 현상을 방지할 수 있다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

기판을 세정하는 처리조;

상기 처리조를 둘러싸며, 상기 처리조로부터 오버플로우되는 처리액을 배출하는 배출구가 바닥면에 형성된 배수

조; 및

상하가 개방되고 측면에 다수의 통공이 형성된 통 형상을 가지며, 상기 배수조의 바닥면으로부터 상측으로 돌출

되도록 상기 배출구에 설치되는 거름통을 가지는 필터 유닛을 포함하되,

상기 배수조로 오버플로루된 상기 처리액은 상기 통공을 통해 상기 거름통의 내부로 유입되어 상기 배출구로

배출되고, 상기 처리액에 포함된 이물질은 상기 통공에 의해 여과되는 것을 특징으로 하는 기판 처리 장치.

청구항 2 

삭제

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 필터 유닛는,

상기 거름통의 상단부로부터 일정거리 이격되록 상기 거름통의 상단부와 연결되는 커버; 및

상기 거름통의 하단부와 연결되어 상기 배수조의 바닥면에 형성된 배출구에 삽입되는 체결부재를 더 포함하는

것을 특징으로 하는 기판 처리 장치.  

청구항 4 

제 3 항에 있어서, 

상기 거름통은,

원통; 및

상기 원통의 한쪽 단부의 둘레를 따라 상기 원통의 길이방향으로 연장되어 상기 커버의 에지와 연결되는 지지

부재들을 포함하고,  

상기 거름통은 상기 커버의 에지와 상기 지지 부재들이 일측단부가 연결되어 다수의 개구부를 형성하는 것을 특

징으로 하는 기판 처리 장치. 

청구항 5 

기판을 세정하는 기판 처리 방법에 있어서,

처리조를 둘러싸는 배수조의 바닥면에 형성된 배출구에 상하가 개방되고 측면에 다수의 통공이 형성된 통 형상

의 거름통을 구비하여, 상기 처리조로부터 상기 배수조로 오버플로우되는 처리액을 상기 거름통의 상기 통공을

통해 여과하면서 상기 처리액을 배출하되,

상기 다수의 통공이 여과된 이물질에 의해 막혀 상기 배수조 내의 상기 처리액의 수위가 상승할 경우, 상기 처

리액은 상기 거름통의 개방된 상부를 통해 배출되는 것을 특징으로 하는 기판 처리 방법. 

청구항 6 

임의의 용기에 수용된 유체에 포함된 이물질을 여과시켜 상기 용기로부터 배출시키는 필터 유닛에 있어서, 

상부가 개방된 통형상을 가지며, 측면에 다수의 통공이 형성된 거름통;

상기 거름통의 상단부로부터 일정거리 이격되록 상기 거름통의 상단부와 연결되는 커버; 및

상기 거름통의 하단부와 연결되어 배수조의 바닥면에 형성된 배출구에 삽입되는 체결부재를 포함하는 것을 특징
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으로 하는 필터 유닛.

청구항 7 

삭제

명 세 서

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야

본 발명은 기판 세정 장치에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 반도체 웨이퍼와 같은 기판을 세정하는 기판 세정<1>

장치에 관한 것이다.

    배 경 기 술

반도체 웨이퍼를 집적 회로로 제조할 때 제조공정 중에 발생하는 잔류물질(residual chemicals), 작은 파티클<2>

(small particles), 오염물(contaminants) 등을 제거하기 위하여 반도체 웨이퍼를 세정하는 세정 공정이 필요하

다. 특히, 고집적화된 집적회로를 제조할 때는 반도체 웨이퍼의 측면에 부탁된 미세한 오염물을 제거하는 세정

공정은 매우 중요하다. 따라서, 이러한 세정 공정에는 반도체 웨이퍼와 같은 기판을 세정할 수 있는 기판 세정

장치가 제공된다. 

일반적으로 기판을 세정하는 기판 세정 장치는 세정액을 이용하여 반도체 웨이퍼와 같은 기판을 세정하는 처리<3>

조와 처리조를 보호하는 배수조로 구성된다. 이러한 기판 세정 장치는 처리조에 샤워 방식을 유체 즉 세정액을

공급한다. 즉, 세정액(예컨대, 초순수)을 처리조 상부에서 공급하고 영여된 세정액은 세정조 바깥으로 넘쳐 흐

르는 방식이다. 이때, 처리조 바깥으로 넘쳐 흐르는 세정액은 배수조의 바닥면 쪽으로 흘러 내려가 배수조를 채

우게 된다. 만일 세정조 바깥으로 넘쳐 흐르는 세정액이 배수되지 못하고 계속해서 배수조의 내부를 채우게 되

면 세정액의 수위가 계속 상승하여 처리조 내부로 유입된다. 이렇게 되면 처리조 내부에서 약액처리되고 있는

기판이 역오염된다. 따라서 통상적으로 배수조에는 세정조 바깥으로 넘쳐 흐르는 세정액을 배수하는 배수구가

형성된다. 

그런데, 알 수 없는 원인, 작업자의 실수에 의해 버려진 이물질 및 세정조로 공급되는 약액 내에 존재하는 이물<4>

질 등에 의해 배수구가 막혀 원활히 배수되지 못하게 되면, 상술한 바와 같이 폐액 처리되어야할 약액이 처리조

내부로 유입되어 기판을 오염시킨다. 

    발명의 내용

        해결 하고자하는 과제

따라서, 본 발명 목적은 처리조로부터 오버플로우되는 처리액을 원활히 배출할 수 있는 기판 처리 장치를 제공<5>

하는 데 있다.

본 발명의 다른 목적은 상기 기판 처리 장치를 이용한 기판 처리 방법을 제공하는 데 있다.<6>

        과제 해결수단

이러한 기술적 과제를 해결하기 위해 본 발명이 기판 처리 장치는 기판을 세정하는 처리조와, 상기 처리조를 둘<7>

러싸며, 상기 처리조로부터 오버플로우되는 처리액을 수용하고, 상기 수용된 처리액에 포함된 이물질을 여과시

키는 필터 유닛를 갖는 배수조를 포함한다. 상기 필터 유닛는 상기 배수조의 바닥면으로부터 수직방향으로 연장

되는 중공의 통 형상을 갖는다. 

        효 과

본  발명에  의하면,  배수조가  중공의  통  형상을  가지며,  측면에  다수의  통공이  형성된  필터  유닛를<8>

구비함으로써, 상기 배수조로부터 처리액에 포함된 이물질에 의해 상기 처리액이 원활히 배수처리되지 못하는

현상을 방지할 수 있다.  

또한, 상기 이물질에 의해 상기 다수의 통공이 막히게될지라도 상기 필터 유닛가 중공의 통 형상을 가지므로,<9>
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상기 처리액이 상기 필터 유닛의 내부로 자연스럽게 오버플로우되어 원활히 배수처리 된다. 따라서, 상기 처리

액이 원활히 배수처리되지 못하는 현상을 보다 확실히 방지할 수 있다.

이와 같이, 본 발명의 기판 처리 장치 및 기판 처리 방법은 배수조로부터 처리액을 원활히 배출함으로써, 기판<10>

오염에 따른 손상을 방지할 수 있다. 

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 처리액 배출부재를 상세히 설명한다. 본 발명의 실시예<11>

는 여러 가지 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래에서 상술하는 실시예로 인해 한정되는 것은 아

니다. 본 실시예는 당업계에서 평균적인 지식을 가진 자, 즉 당업자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위

해서 제공된 것이다. 따라서, 도면에서의 요소의 형상은 명확한 설명을 강조하기 위해 과장된 것이다.

또한, 본 발명의 실시예에서는 처리조로부터 용기(이하, '배수조'라 한다.)로 흘러 넘치는 유체(이하, '처리<12>

액'이라 한다.)을 여과시켜 배출하는 필터 유닛이 구비된 기판 처리 장치를 예로 들어 설명한다. 그러나, 본 발

명의 기판 처리 장치에 구비된 필터 유닛는 다양한 처리액을 배수시키는 모든 배관과 결합되어 처리액에 포함된

이물질을 제거하는데 적용될 수 있다. 상기 배관은 불소 수지 계열의 합성수지 재질의 배관, 스테인리스 스틸과

같은 금속 배관 및 플라스틱 재질의 배관을 모두 포함한다.

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명하기로 한다. <13>

도 1은 본 발명에 따른 기판 처리 장치(10)를 개략적으로 보여주는 단면도이고, 도 2는 도 1에 도시된 기판 처<14>

리 장치(10)를 개략적으로 보여주는 사시도이다. 

도  1  및  도  2를  참조하면,  기판  처리 장치(substrate  treating  apparatus:  10)는  세정조(cleaning-liquid<15>

bath: 100) 및 처리액 공급부재(treating-liquid supply member: 130)를 포함한다.

세정조(100)는 처리조(treating-liquid bath: 110)와 배수조(sinking-liquid bath: 120)를 포함한다. <16>

처리조(110)는 내부에 기판 처리 공정을 수행하는 공간을 제공한다. 상기 기판 처리 공정은 기판(W) 측면에 잔<17>

류하는 이물질을 제거하는 공정이다. 처리조(110)는 내조(inner bath: 112) 및 외조(outer bath: 114)를 가진

다. 내조(112)는 내부에 공정 진행시 처리액이 채워지는 공간을 가진다. 상기 공간은 공정시 복수의 기판(W)들

이 충분히 침지될 수 있는 용적을 가진다. 도면에 도시되지는 않았으나, 상기 공간 내에는 기판 가이드가 구비

되며, 상기 기판 가이드에 기판(W)이 안착되어 공정시 복수의 기판(W)들이 충분히 침지된다. 외조(114)는 내조

(112) 외부에서 내조(112)를 감싸도록 설치된다. 외조(114)는 공정시 내조(112)로부터 넘쳐흐르는 처리액을 수

용한다. 외조(114)는 상부가 개방되며, 개방된 상부는 공정시 기판(W)의 출입이 이루어지는 기판 출입구로 사용

된다. 외조(114)의 개방된 상부는 개폐 부재(미도시됨)에 의해 개폐가 이루어질 수 있다.

배수조(120)는 상기 처리조(110)를 둘러싸며, 처리조(110)가 파손되어 처리액이 누설되는 경우 또는 처리액이<18>

처리조(110)로부터 오버플로우되는(넘쳐 흐르는) 경우, 처리액을 수용하여 세정조(100) 외부에 구비된 설비 및

기타 유틸리티(Utility)를 보호한다. 상기 배수조(120)의 바닥면에는 배출구(124)가 구비되어 상기 처리조(11

0)에서 오버플로우된 처리액(30)을 배출한다. 이때, 오버플로우된 처리액(30)에 포함된 이물질로 인해 배출구

(124)가  막히는  현상을  방지하기  위해  상기  배수조(120)는  배출구(124)  상에  구비된  필터  유닛(140)이

구비된다. 필터 유닛(140)은 이물질을 걸러내는 일종의 여과 장치로서, 이에 대한 설명은 아래에서 상세히 설명

하기로 한다. 한편, 상기 배출구(124)를 통해 배출되는 처리액(30)은 배출구(124)와 연결된 배출관(150)을 통해

배출된다. 여기서, 상기 배출관(150)을 통해 배출된 처리액은 폐액 처리되거나, 또는 순환 부재 등을 통해 처리

조(110)로 다시 순환될 수도 있다. 

처리액 공급부재(130)는 처리조(110)로 처리액을 공급한다. 처리액 공급부재(130)는 처리액 공급원(132) 및 처<19>

리액 공급배관(134)을 가진다. 처리액 공급원(132)은 처리액을 수용하고, 처리액 공급배관(134)은 처리액 공급

원(132)으로부터 처리조(110)로 처리액을 공급한다.  상기 처리액은 기판(W) 측면에 잔류하는 미세한 파티클을

세정하는 세정액이다. 일례로, 세정액은 황산(H2SO4), 과산화수소(H2O2) 및 불산(HF) 등으로 이루어진 그룹 중에

서 선택된 적어도 어느 하나의 케미칼(chemical)이 사용될 수 있다.

한편, 도면에는 도시되지 않았으나, 본 발명에 따른 기판 처리 장치(10)는 처리조(110) 내 처리액을 순환시키는<20>

순환 부재(circulation  member)를  더  포함할 수  있다.  순환  부재는 순환라인(circulation  line),  가압부재

(pressurization  member),  필터 유닛(filtering  member)  및 가열기(heater)를 포함한다.  순환라인은 처리조
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(110) 내 처리액을 순환시킨다. 순환라인은 외조(114)로부터 내조(112)로, 또는 내조(112) 및 외조(114)로부터

내조(112)로 처리액을 순환시킨다. 가압부재는 순환라인 상에 설치된다. 가압부재는 처리액이 순환라인을 따라

흐르도록 순환라인 내 처리액에 유동압을 제공한다.  가압부재로는 펌프(pump)가 사용될 수 있다.  필터 유닛

(126)는 순환라인을 따라 흐르는 처리액 내 잔류하는 파티클(particle)과 같은 오염물질들을 필터링(filterin

g)한다. 그리고, 가열기는 순환라인 상에 설치되어 순환라인을 따라 이동되는 처리액을 가열한다.

이하, 도 3 및 도 4를 참조하여 배수조(120)에 구비된 필터 유닛(140)에 대해 상세히 설명하기로 한다. <21>

도 3는 도 1에 도시된 필터 유닛(140)의 평면도이고, 도 4는 도 3에 도시된 필터 유닛(140)의 분해 사시도이다. <22>

도 3 및 도 4를 참조하면, 필터 유닛(140)은  중공의 통 형상으로서, 하단부가 배출구(124, 도 1에 도시됨)에<23>

삽입되어 배수조(120)의 바닥면으로 수직방향으로 지지된다. 구체적으로 필터 유닛(140)은 거름통(142), 상기

거름통(142)의 상단부에 연결되는 커버(144) 및 상기 거름통의 하단부에 연결되는 체결 부재(146)를 포함한다.

상기 거름통(142)은 원통 형상의 원통(142a) 및 상기 원통(142a)의 한쪽 단부로부터 상기 원통(142a)의 길이방

향으로 연장되는 지지 부재(142b)들을 포함한다. 상기 원통(142a)의 측면에는 원형의 통공(h1)들이 균일하게 형

성되어 처리조(110: 도 1에 도시됨)로부터 오버플로우된 처리액(30, 도 1에 도시됨)에 포함된 이물질을 걸러낸

다. 상기 지지 부재(142b)들은 상기 원통(142a)의 한쪽 단부의 둘레를 따라 일정 간격 이격되도록 형성되어 상

기 거름통(142)의 상단부를 구성한다. 본 실시예에서는 4개의 지지 부재(142b)들이 도시된다. 상기 커버(144)는

상기 지지 부재(142b)들의 일측 단부와 연결되어 상기 거름통의 상단부를 덮는다. 따라서, 상기 원통(142a)과

상기 커버(144) 사이에는 사각 형상의 4개의 개구부(h2)들이 형성된다. 상기 체결 부재(146)는 상기 원통(142

a)의 다른쪽 단부와 연결되어 도 1에 도시된 배수조(120)의 바닥면에 형성된 배출구(124)에 삽입 지지된다. 따

라서, 사기 통 형상의 필터 유닛(140)은 상기 배수조(120)의 바닥면에 수직방향으로 세워진다.

이러한 형상을 갖는 필터 유닛(140)에 의하면, 도 5에 도시된 바와 같이, 배수조(120)의 바닥면에 정체된 처리<24>

액(30, 도 1에 도시됨)이 필터 유닛(140)의 내부로 유입되며, 이 과정에서 처리액에 포함된 이물질이 걸러진다.

유입된 처리액은 배출관(150)을 통해 외부로 배출되며, 처리액에 포함된 이물질 등은 통공(h1)을 통과하지 못하

고 필터 유닛(140) 외부에 남게 된다. 

한편, 이물질에 의해 배출부재(140) 측면에 형성된 통공(h1)들이 모두 막히게 되면, 상기 배출부재(140)의 상단<25>

부에 형성된 개구부(h2)를 통해 처리액들이 오버플로우되어 배수된다. 즉, 도 6에 도시된 바와 같이, 이물질에

의해 통공(h1)들 막히면, 배수조(120) 바닥면에 수용된 처리액의 수위가 배출구(124)를 통해 배수되지 못하여

점차적으로 처리액의 수위가 상승할 것이다. 이때 처리액의 수위가 필터 유닛의 상단부에 형성된 개구부(h2)에

도달하게 되면, 상기 처리액은 자연스럽게 배출부재(140) 내부로 오버플로우되어 배수처리된다. 이와 같이, 본

발명이 기판 처리 장치에 구비된 필터 유닛는 상단부에 개구부(h2)를 형성함으로써, 측면에 형성된 통공(h1)들

이 이물질에 의해 막히는 경우에도 배수조(120)의 바닥면에 수용된 처리액들을 원활하게 배수처리할 수 있다. 

한편, 본 실시예에서는 원통 형상의 필터 유닛(140)이 도시되었으나, 배출구(124)의 형상에 따라 삼각통, 사각<26>

통의 형상등 다양한 형상으로 이루어질 수 있음은 자명하다. 

또한, 본 실시예에서는 상기 필터 유닛(140)를 구성하는 거름통(142a), 커버(144) 및 체결 부재(146)이 각각 분<27>

리된 구조를 도시하였으나, 이들 구성요소들은 일체형일수도 있다. 

또한, 본 실시예에서는 상기 필터 유닛(140)이 수지용 재질로 이루어지는 것이 바람직하지만, 처리액 및 기타<28>

세정액들과 내화학성이 우수한 재질이라면, 그 어떠한 재질로 이루어져도 무방하다. 

또한, 본 실시예에서는 원통(142a)으로부터 연장되는 다수의 지지 부재(142b)와 상기 다수의 지지 부재(142b)과<29>

연결된 커버(144)를  갖는  필터 유닛(140)이  도시되었으나,  원통(142a)과  체결부재(146)만을 갖는 필터 유닛

(140)를 구성하여도 본 발명에서 제시하는 효과를 충분히 달성할 수 있음은 자명하다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 기판 처리 장치를 개략적으로 보여주는 단면도이다. <30>

도 2는 도 1에 도시된 기판 처리 장치를 개략적으로 보여주는 사시도이다.<31>

도 3는 도 1에 도시된 필터 유닛의 평면도이다. <32>

도 4는 도 3에 도시된 필터 유닛의 분해 사시도이다. <33>
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도 5 및 도 6은 도 3에 도시된 필터 유닛에 의한 처리액의 배출방식을 보여주는 도면이다.<34>

도면

    도면1

- 6 -

등록특허 10-0904449



    도면2
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    도면3

    도면4
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    도면5
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    도면6
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